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効であるが、最もベーシックな構造を持つ無機材研型 MPCVD 装置では、2.45GHz という周波数
により石英管のサイズが制限されてしまうため、大面積での成膜に向かないという欠点がある。 










原料ガスにはメタンと TMS を用いている。得られた薄膜はラマン分光法と FT-IR により評価を行
った。基板台温度を変化させた実験では SERS(Surface Enhanced Raman scattering)の結果か
ら、最も低い温度で成長したものに関して、グラファイト成分の低減が見られた。この結果から





ティングを行い D バンドと G バンドの強度比から、圧力の上昇に伴いグラファイト成分が低減し
ているとわかった。また、そのバックグラウンドの傾斜から圧力の上昇に伴い膜中水素濃度も低
下しているとわかった。 
